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Abstract of DE3240063 

Apparatus for producing a magnetogram 



carrier, comprising a device for applying one or 
more layers of a magnetic dispersion to a 
carrier web (1) and a control magnet 
arrangement (2), displaceably mounted 
between the applying device and a drying 
device for the coated carrier web, for aligning 
the magnetically anisotropic magnetic particles 
in the magnetic dispersion in a preferred 




direction parallel to the plane of the carrier 
web. 
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Sehorteneigeniiffli 



<§) Vorrichtung zur Horstellung eines Mognotogrammtrtigors 

Vorrichtung zur Herstedung eines Magnetogrammtragers, 
bestehend aus einer Einrichtung zum Auftragen einer Oder 
mehreren Schichten einer Magnetdispersion auf eine Trager- 
bahn (1), einer zwischen der Auftragseinnchtung und einer 
Trocknungsemrichtung fur die beschichtete Tragerbahn ver- 
schiebbar gelagerten Richtmagnetanordnung (2) zum Aus- 
nchten der magnetisch anisotropen Magnetteilchen in der 
Magnetdispersion in eine Vorzugsrichtung parallel zur Trager- 
bahnebene. (32 40063) 
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Patentansprache 

^ly Vorrichtung zur Herstellung eines Magnetogrammtragers, 
bestehend aus einer Einrichtung zum Auf tragen einer 
5 oder mehrerer Schichten einer Magnetdispersion auf 

eine TrSgerbahn (1), einer Richtmagnetanordnung (2) 
zum Ausrichten der magnetisch anisotropen Magnet- 
teilchen in der Magnetdispersion in eine Vorzugs- 
richtung parallel zur Trfigerbahnebene und aus einer 

»0 Trocknungseinrichtung zum Verfestigen der aufgetra- 

genen Schicht bzw. Schichten, dadurch gekennzeichnet > 
da£ die Richtmagnetanordnung (2) zwischen der Auf- 
trags einrichtung und der Trocknungseinrichtung in 
Laufrichtung der TrSgerbahn (1) verschiebbar gela- 

15 gert 1st. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dafi die Richtmagnetanordnung (2) in die Trocknungs- 
einrichtung hinein verschiebbar ist* 

20 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn - 
zeichnet , dafi die Richtmagnetanordnung (2) aus ober- 
und unterhalb der Bewegungsbahn der Trlgerbahn (1) 
ttber deren gesamte Breite sich erstreckenden, gleich- 

25 polig gegenttber und wechselpolig in Laufrichtung der 

TrSgerbahn angeordneten Magneten (3) besteht, die 
zusatzlich zur Verschiebbar ke it der Gesamtanord- 
nung auf einem Schienenpaar (5) zueinander ver- 
schiebbar sindo 

20 
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r 4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn- 

zeichnet, da£ zur teilweisen oder vo 11 standi gen Trock- 
nung der aufgetragenen Schicht bzw. Schichten im Mag- 
net f eld zumindest in einem Abschnitt der Richtmagnet- 
5 anordnung zwischen den der Schichtseite der Trager- 

bahn (1) benachbarten Magneten (3) eine oder mehrere 
Qber die Tragerbahnbreite gleichmflBig verteilte DU- 
sen (22) vorgesehen sind, die ttber einen Sammelka- 
nal (23) mit einer Warmluf tstromquelle in Verbindung 
10 stehen. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet , 
dafi die DQsen durch die sich gegenflberstehenden Be- 
grenzungskanten der Magnet e (3) oder deren Trager 

15 (4) gebildet sind. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3* dadurch gekenn - 
zeichnet , dafi zur- teilweisen Trocknung der aufgetra- 
genen Schicht bzw. Schichten im Magnetfeld zumindest 

20 in einem Abschnitt der Richtmagnetanordnung ein oder 

mehrere Magnet e (3) feine Durchbrechungen aufweisen, 
die Uber einen Sammelkanal mit einer Warmluf tstrom- 
quelle verbunden sind. 

25 7. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekenn - 
zeichnet , dafi die verschiebbar gelagerte Richtmag- 
netanordnung (2) von einem Stellmotor (53) antreib- 
bar ist, der von einer mit einer Einrichtung (25) 
zum Messen der remanenten magnetischen Magnetisie- 

30 rung der fertigen Speicherschicht verbundenen Steue- 

rung (26-29) angesteuert wird. 
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Vorrichtung zur Herstellung eines Magnet ogrammtragers 

Die Erfindung hetrifft eine Vorrichtung zur Herstellung ei- 
nes Magnetogrammtragers gemflfi Oberbegriff des Patentan- 
. 5 spruchs 1. 

Die remanente Magnetisierung von Magnetogrammtragern in 
Aufzeichnungsrichtung hangt bekanntlich vom Grad der Aus- 
richtung der magnetisch anisotropen Pigmentteilchen der 

W Speicherschicht wesentlich ab, Ein MaB ftlr diese Ausrich- 
tung ist das Verh&ltnis der remanenten Magnetisierungen 
der Vorzugsrichtung (Aufzeichnungsrichtung) und der Quer- 
richtung dazu. Sie wird durch ein in die Vorzugsrichtung 
orientiertes homogenes Magnetfeld eines Richtmagneten 

15 - Dauermagneten oder Gleichstrom-Elektromagneten - er- 
zeugto Nach dem Richtvorgang werden die Pigmentteilchen 
durch Trocknen der Schicht in ihrer Lage mechanisch fi- 
xiert. Dabei tritt beim Verlassen des Richtmagneten in 
der noch nicht verfestigten Schicht ein teilweises Ent- 

20 richten der Pigmentteilchen durch Vertikalkomponenten des 
ausklingenden Richtfeldes und durch thermische Bewegungen 
wahrend der Trocknung ein, 

Gemafi der DE-OS 21 6 1 083 ist bereits versucht worden, 
25 diesem Entrichten durch Trocknen der Schicht wahrend 
.des darauf einwirkenden Magnetfeldes zu begegnen. Dabei 
wird der auszurichtenden und gleichzeitig zu trocknenden 
Schicht zwischen mehreren oder- und unterhalb der Trager- 
bahn gleichpolig gegenttber und in deren Bewegungsrichtung 
20 wechselpolig angeordneten Magneten oder zwischen in Bewe- 
gungsrichtung hintereinander angeordneten Zylinderspulen 
Strahlungsenergie zugeftihrt. 
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r Der entrichtende Einflufi der oben genannten Komponenten 
ist dadurch reduziert. Im Verhaitnis hierzu sind jedoch 
der apparative Aufwand, insbesondere fttr die Strahlungs- 
quellen, sowie auch der dafttr notwendige Energieaufwand 
5 hoch. 

Vorliegender Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Vorrichtung zu schaffen, mit der Magnetogrammtrager mit 
hQherem Richtfaktor der Speicherschicht als bisher einfach 
*0 und wirtschaftlich hergestellt werden kOnnen. 

GelOst wird die gestellte Aufgabe durch die im kennzeich- 
nenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale. 

15 wahrend bei den bekannten Vorrichtungen die Ri cht magnet an- 
ordnungen unbeweglich eingebaut sind, kann durch deren er- 
findungsgemaJi bewegliche Lagerung dem technischen Sachver- 
halt Rechnung getragen werden, dafi es beziiglich des Richt- 
faktors fflr den Zeitpunkt des Ausrichtens nach dem Schicht- 

20 auftrag und damit ftlr den Abstand des Richtmagneten von der 
Schicht-Auftrags vorrichtung ein von den rheologischen Ei- 
genschaften und der Dicke der jeweils aufgetragenen Mag- 
netdispersion sowie von der Durchlaufgeschwindigkeit der 
Tragerbahn als auch von der Verdampfungsgeschwindigkeit 

25 des LSsungsmittels der Dispersion abhangiges Optimum gibt. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Un- 
teransprtlchen angegeben. 

30 Weitere Einzelheiten und Vorteile der erfindungsgemaflen 
Vorrichtung ergeben sich aus einem anhand der Zeichnung 
nachfolgend beschriebenen Ausftlhrungsbeispiel. 
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TSs zeigen 

Pigur 1 eine Seitenansicht der Richtmagnetanordnung 
Pigur 2 die Richtmagnetanordnung in der Draufsicht 
Pigur 3 die Richtmagnetanordnung im Querschnitt gemfiB 
5 der Schnittlinie I-I in Pigur 2 

Pigur 4-9 Ausftlhrungsf ormen der vers chieb li chen Lage rung 

der Richtmagnetanordnung 
Pigur 10 Blockschaltbild fQr die Steuerung der Richtmagnet- 
anordnung 

10 

Auf eine Tr&gerbahn 1 werden mit Hilfe einer Oder mehrerer 
Auftragseinrichtungen eine Oder mehrere Schichten einer 
Magnetdispersion aufgebracht. Die beschichtete TrStgerbahn 
wird dann Uber eine Richtmagnetanordnung 2 und anschlies- 

15 send durch eine Trockeneinrichtung geftihrt. Zum Auftragen 
der Dispersion sind alle bekainnten Einrichtungen, wie Rakel- 
giefier, Extrudergiefier Oder auch Auftragswalzen einsetzbar. 
Das gleiche gilt fOr die Einrichtungen zum Trocknen der 
aufgetragenen Schicht, beispielsweise ftlr Konvektionstrock- 

20 nung Oder Strahlungstrocknung Oder Kontakttrocknung.Diese 
Einrichtungen werden daher weiters nicht eriautert und 
auch in der Zeichnung nicht dargestellt. 

Die Richtmagnetanordnung 2 (Pigur 1) ist aus ober- und 
25 unterhalb der Bewegungsbahn, auf der die TrSgerbahn 1 durch 
die Anordnung transportiert wird* gleichpolig gegentlber 
und wechselpolig in Laufrichtung der TrSgerbahn 1 angeord- 
neten Magneten 3 (Pigur 2) gebildet, die sich aber die 
gesamte Tr&gerbahnbreite erstrecken. Die in Form von 
30 Streifen ausgebildeten Magnet e bestehen aus magnetisch 
hartem Material, vorzugsweise aus einer Kobalt-Samarium- 
-Legierung und sind in Richtung der Streifenhfihe magne- 
tisiert. Durch diese Anordnung entsteht ein langgestrecktes 
Magnetfeld, das aus aneinandergereihten, weitgehend paral- 

35 
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r lel zur aufgetragenen Schicht verlaufenden Einzelfeldern 
wechselnder Richtung gebildet ist. 

Die einzelnen Magnete 3 sind von Halterungen 4 aus unmagne- 
5 tischem Werkstoff umfafit, die ihrerseits wiederum auf 
Schienen 5 eines oberhalb und eines unterhalb der Beve- 
gungsbahn der beschichteten Tr£gerbahn angeordneten Rah- 
mens 6 in Laufrichtung der Trftgerbahn zum Einstellen der 
horizontalen Abstande verschoben werden kOnnen. Hierzu sind 

ID die Halterungen an ihren Enden mit Lagerstttcken 7 verser 
hen, die dem Profil der Schienen 5 entsprechende Offnun- 
gen aufweisen. Seitlich sind die LagerstUcke in H8he der 
Offnungen durchbohrt, in die jeweils ein Gewinde zur Auf- 
nahme von gegen die Schienen spannbaren Feststellschrau- 

IS ben 8 eingebracht sind. Der Rahmen selbst besteht aus 
Weicheisen oder ist mit einer durchgehenden Weicheisen- 
platte 6a ausgestattet, mit der die einzelnen Magnete in 
Kontakt stehen. 

20 Zur Einstellung des vertikalen Abstandes der Magnete 3 
sind die Endplatten 9 des oberen Rahmens 6 mit in Gewin- 
den vertikal geftthrten Stellschrauben 10 ausgestattet, 
die sich an den entsprechenden Endplatten 11 des unteren 
Rahmens absttttzen. 

25 

Durch die Einstellmfiglichkeit der horizontalen und ver- 
tikalen Abstande zwischen den Magneten 3 kiJnnen die mag- 
netischen Peldstarken den unterschiedlichen Anforderungen 
der verschiedenen Magnetdispersionen und deren Eigen- 
30 schaften angepafit sowie der Peldlinienverlauf optimiert 
werden. Dabei ist eine beliebige Veriangerung der mag- 
netischen Richtstrecke bei ausreichend vorgesehener Rah- 
meniange durch Einftlgen zusatzlicher Magnete ohne weiteres 
mSglich. 
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"wie bereits erwShnt, gibt es ein vom Typ der Magnet dis- 
persion, deren SchichtstSrke auf der TrSgerbahn und der 
TrSgerbahngeschwindigkeit abhMngiges Optimum des Richt- 
zeitpunktes nach dem Schichtauftrag, bei dem ein mfig- 
5 lichst hoher Richtf aktor des fertigen Magnet ogrammtrS- 
gers erreicht wirdo Pttr eine diesbeztigliche Einstellbar- 
keit des Standortes der Richtmagnetanordnung 2 ist der 
untere der belden Rahmen 6 ttber Arme 12 auf einer Gleit- 
schiene 13, die sich entlang der Bewegungsbahn der TrSger- 

iO bahn 1 zwischen der Auf tragseinrichtung und der Trocknungs- 
einrichtung erstreckt, sowohl verschiebbar als auch schwenk- 
bar gehalten. Pttp bestimmte Anwendungsf&lle ist es zweck- 
mfiBig, die Gleit schiene bis in die Trocknungseinrichtung 
hinein zu ftihren, um eine teilweise tfberlappung des magne- 

1S tischen Ausrichtens und Trocknens der Schicht zu ermBgli- 
chen. Der obere Rahmen kann durch gelenkige Verbindungen 
14 mit dem unteren Rahmen fttr Wartungs- und Einstellarbei- 
ten von letzterem weggeklappt werden. Die Gleitschiene 13 
ist in Klemmlagern 15 aufgenommen, die in einer Montage- 

20 wand 16 der Vorrichtung verankert sind. 

An der. Unterseite des unteren Rahmens sind zwei StUtzplat- 
ten 17 angebracht, die sich jeweils Uber eine in einem 
Vorsprung 18 der Platte gefUhrten Schraube 19 an der Mon- 
25 tagewand 16 abst{ltzen e Mittels der Schrauben kOnnen die 
Rahmen in ihrer Horizon tallage an die Ebene der bewegten 
Tragerbahn 1 angepafit warden. 

Perner weist der untere Rahmen an seinen in Laufrichtung 
30 der TrSgerbahn gesehen beiden Enden jeweils ein Halter- 
paar 20 auf, zwischen denen Sttttzwalzen 21 zur FUhrung 
der TrSLgerbahn aufgenommen sindo DarUberhinaus sind zwi- 
schen den die Magnete 3 umfassenden Halterungen 4 Ab- 
standsleisten 24 vorgesehen, die die TrSgerbahn in der 
^ zwischen den oberen und unteren Magneten 3 sich er- 

j 
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^streckenden Symmetrieebene durch die Richtmagnetanordnung 
leiten. 

In den Piguren 4 bis 9 sind weitere Ausf tlhrungs forme n der 
5 verschieblichen Lagerung der Rah men 6 schematisch darge- 
stellt. 

GemSB Piguren 4 und 5 ist einer der beiden Rahmen mit Lauf- 
radern 40, 41 versehen, mittels derer die Richtmagnetan- 
10 ordnung 2 stehend oder h&ngend auf einem Schienenpaar 42, 
43 verschiebbar gehalten ist. Rfider oder Schienen weisen 
dabei ein U-Profil ftlr die Radftlhrung auf. 

Eine auf einer Schiene 44 bzw. einem Schienenpaar 45 glei- 
15 tende Lagerung der Rahmen 6 mittels KugelfOhrungen 46 - so- 
wohl stehend als auch hSngend - ist in den Piguren 6 und 7 
gezeigt. Bei der in Pigur 8 zu sehenden Ausftlhrung handelt 
es sich urn eine im Pachhandel zur Verftigung stehende Walz- 
ftthrung 47, auf der der Rahmen 6 befestigt ist. 

Eine weitere MOglichkeit der beweglichen Halterung der 
Richtmagnetanordnung besteht darin (Pigur 9), den oberen 
der beiden Rahmen 6 an einem aus Tragebalken 50 und- darin 
gelagerten Rollenpaaren 51 bestehenden Laufwerk zu befe- 
25 stigen, das nach dem Schwebebahnprinzip auf einem Lauf- 
schienenpaar 52 fahren kann. 

Die gezeigten beweglich gelagerten Richtmagnetanordnungen 
kfinnen auf verschiedene Arten antreibbar sein. Bei der in 

30 Pigur 6 zu sehenden Antriebsart treibt ein stationSrer 
Motor 53 eine in StUtzlagern 54 gehaltene Leitspindel 55 
an, die Uber ein Gewinde 56 die Rahmen 6 fortbewegt. Mit 
motorisch angetriebenem Zahnrad 57, 59, das sich in Ein- 
griff mit einer Zahnstange 58, 60 befindet, arbeiten die 

35 Anordnungen nach Pigur 8 und 9. Die auf Schienen laufen- 
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.'den Rollen kOnnen aber auch ttber ein Qetriebe .direkt mo- 
torisch angetrieben werden. Ferner ist es mOglich, den 
Antrieb mit Hilfe hydraulischer oder pneumatischer 
Arbeitszylinder vorzunehmen, die einerseits mit einem 
5 stationiren Apparateteil und andererseits mit einem 

Teil der Richtmagnetanordnung verbunden sind. Diese Aus- 
ftthrungsformen sind in der Zeichnung nicht dargestellt. 

Um einen definierten Trocknungszustand der aufgetragenen 
10 Schicht w&hrend des magnetischen Ausrichtens zu erhalten, 
sind bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Richtmag- 
netanordnung zumindest in einem Abschnitt, vorzugsweise 
im Bereich der letzten 4 Magnete zwischen den der Schicht- 
seite benachbarten Halterungen 4 Qber die Breite der Bewe- 
15 gungsbahn .der Trigerbahn 1 gleichmaBig verteilte Dttsen 22 
angeordnet, die tlber einen Sammelkanal 23 mit einer Warm- 
luftstromquelle in Verbindung stehen. Anstelle der DUsen 
kannen auch feine Durchbrechungen in den Magneten 3 vor- 
gesehen werden* Eine weitere AusfUhrungsform kann darin 
20 bestehen, dafi die sich gegenttberstehenden Begrenzungskan- 
ten der Weicheisenplatten eine Art Breitschlit zdUsen bil- 
den. Selbstverst&ndlich ist es auch mSglich, anstelle der 
Konvektionstrocknung eine Strahlungstrocknung oder beide 
Trocknungsarten kombiniert einzusetzen. 

25 

Filr eine selbsttatige Einstellung des optimalen Ri'chtzeit- 
punktes ist in Weiterbildung der erfindungsgem&Sen Vor- 
richtung vorgesehen, den Motor fttr die verschiebbar ge- 
lagerte Richtmagnetanordnung 2 tlber eine mefigrSfienab- 

20 hangige Steuerung zu betreibeno Die Steuerung (Figur 10) 
des Stellmotors erfolgt in AbhSngigkeit von einer Mefc- 
einrichtung 25, durch die an der auslaufenden, fertigen 
Tragerbahn 1 ein dem Richtfaktor zuordenbarer Wert gemes- 
sen wird, beispielsweise eine vom Auf zeichnungsstrom ab- 

35 hSngige Lesespannung e Diese Mefispannung wird Uber einen 
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Verstarker 26 einer Steuerschaltung 27 zugefOhrt und 



dort zunachst gespeichert. Von einer Eingabe 28 erhfilt 
die Steuerschaltung Uber eine Auawerteschaltung 29 ein 
Signal, aua dem eine Stellspannung ftir den Motor 53 der 
5 Richtmagnetanordnung abgeleitet wird. Nach deren Einstel- 
lung erhftlt entsprechend dem Eingabeprogramm die Steuer- 
schaltung einen weiteren Meflwert von der Mefleinrichtung 25, 
der mit dem erst en Meflwert verglichen wird. Entsprechend 
dem Vorzeichen der Differenz der beiden Mefiwerte bildet 

10 die Auawerteschaltung 29 ein Stellsignal fUr die Steuer- 
schaltung, die die dementsprechende Stellspannung f Or den 
Motor erzeugt. Die Lange der Stellschritte wird ttber die 
Eingabe 28 eingestellt. Durch das Stellsignal ist die 
Polaritat der Stellspannung so bestinmt, dafi die Richt- 

15 magnetanordnung in Richtung hOherer Mefiwerte bewegt wird. 
Der beschriebene Einstellvorgang wird solange wiederholt, 
bis das Maximum der Mefiwerte - angezeigt durch den ersten 
niedrigeren Meflwert - erreicht ist. Durch einen neuen Ein- 
stellzyklus mit kleineren Stellschritten kann das Maximum 

20 angenihert werden. Mit Hilfe eines an den Ausgang des Ver- 
stSrkers 26 angeschlossenen Schreibers 30 kann der Ein- 
stellvorgang festgehalten und Uberwacht werden. 

Die ftlr die beschriebene Steuerung erforderlichen Schalt- 
25 elemente bzw. -kreise wie Speicher, Koraparatoren und Ver- 
starker sind dem Pachmann bekannt. 

Zeichn. ./ 
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